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刺激応答性イオン液体ゲルを用いた 

ナノインプリント用レジストの開発 
電子技術課 横山義之 

 

1. 緒言 

温度や光，pH変化によって特性を変化させる刺激応答

性ポリマーが，様々な分野で注目されている．これまで

に，温度によって体積を変化させる温度応答性高分子に

対して感光性を付与し，半導体フォトレジストのように，

フォトリソグラフィー法で微細加工できる高分子「バイ

オレジスト」の開発を行ってきた．しかし，このレジス

トは，水存在下でしか温度による体積変化を発現できず，

加工サイズもマイクロオーダーと大きいため，細胞チッ

プのようなバイオ分野での利用に限られていた． 

本研究では，熱ナノインプリント法を用いてナノオー

ダーの微細パターンを形成でき，長期の乾燥・真空下で

も微細パターンを可逆的に変形できる温度応答性レジス

トの開発を試みた．これにより，バイオ分野だけでなく，

光学・機械分野での利用が可能になると期待される． 

 

2. 実験と結果 

これまでに開発した光によってパターニングできるバ

イオレジストの化学組成を改良し，熱架橋性を新たに持

たせることによって，熱ナノインプリント法で微細パタ

ーニングできるバイオレジスト溶液を調整した（図 1）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整したバイオレジスト溶液をガラス基板にスピンコ

ートし薄膜を形成した．次に，熱ナノインプリント法を

用いて微細な凹凸パターンを有するシリコン製モールド

（金型）を押し当て，パターン転写を行った．その結果，

50nm～150nmの微細なパターンが良好に転写されている

ことが確認できた（図 2）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，これまでの水に替えて，イオン液体中における

バイオレジストの温度応答性 1) について検討を行った．

イオン液体は，室温でも液体で存在する塩で，蒸気圧が

極めて低いため，長期の乾燥・真空下であっても揮発し

ない液体である．バイオレジストの微細な穴パターン

（ φ30μm ） の 上 に ， 1-Ethyl-3-methylimidazolium 

Bis(trifluoromethanesulfonyl)imideをイオン液体として滴下

し，温度による形状の変化を観察した（図 3）．その結果，

イオン液体中でも，バイオレジストの微細パターンは，

可逆的な体積変化を引き起こすことがわかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後は，ナノオーダーの微細パターンを可逆的に変形

させ，可変機能を有する光学素子やナノアクチュエータ

ーへの応用を試みていく予定である． 
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図 1 ナノインプリント用バイオレジストの化学組成 

図 2 熱ナノインプリント法によって転写された 

バイオレジストの微細パターンの SEM写真 
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図 3 イオン液体中でのバイオレジストの温度応答性 
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